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4) ECR プラズ、マの応用として，ホウ素系アモルファス薄膜の作製を試み， α-Bt-xCx 膜においても，プラズマ堆積
による膜組成が柔軟性をもつこと， a-B 膜では水素添加により膜の電子構造は大きく変化することを明らかにして
いる。
以上の結果は，プロセス用 ECR プラズマの特性を実験的，理論的に明らかにし膜堆積などの応用の展開にあ
たって有用な知見を提供しており，プラズマ工学，材料プロセス工学に寄与するところが大き t'o よって本論文は，
博士論文として価値あるものと認める。
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